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Abstract 



Mixtures crosslinkable by photopolymerization and. based on binders 
photopolymerizable monomers compatible therewith and photoinitiators, contain as' 
binders copolymers prepared from (al) from 30 to 70% by weight of ethylene (a2) 
from 5 to 40% by weight of (meth)acrylic acid and (a3) from 5 to 50% by weight of one 
or more vinyl ester, vinyl ether, (meth)acrylic acid ester and/or (meth)acrylamide 
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) Durch Photopolymerisation vernetzbare Gemische 

Durch Photopolymerisation vernetzbare Gemische auf der 
Grundtage von Bindemittein, hiermit vertragfichen photopo- 
lymerisierbaren Monomeren und Photoinitiatoren. enthal- 
tend als Bindemittel Copolymerisate, hergestetlt aus 
a,) 30bis70 Gew.-% Ethyien, 
aj 5 bis 40 Gew.-% (Meth) Acrylsaure und 
a 3 ) 5 bis 50 Gew.-% mindestens eines Vinytesters, Vinyle- 
thers. (Meth)Acrylsaureesters und/oder (Meth)Acry(sau- 
reamtds. 
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Patentansprflche 

l.Durch Photopolymerisati nv rnetzbare Gemische auf der Grundlage von Bindemitteln, hiennit vertrig- 
lichen photopolymerisierbaren M n meren und Ph toinitiat ren, enthaltend als Bindemittel Coporymeri- 
5 sate, hergestellt a us 

ai) 30 bis 70 Gew.% Ethylen, 

a 2 ) 5 bis 40 Gew.% (MethJAcrylsaure und 

a 3 ) 5 bis 50 Gew.% mindestens eines Vinylesters, Vinylethers, (MethJAcrylsaure esters und/oder 
(Meth)Acrylsaureamids. 

10 2 Gemische gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie ais Bindemittel Copolymerisate, herge- 
stellt aus 

ai) 40 bis 60 Gew.% Ethylen, 

aj 8 bis 30 Gew.% (Meth)Acry!saure und 

a 3 ) 20 bis 40 Gew.% mindestens eines Vinylesters, Vinylethers, (Meth)Acrylsaureesters und/oder 
15 (MemJAcryisaureamids, 
enthalten. 

3. Gemische gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Copolymerisate als Baustein a3 
n-Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat und/oder co-Methyl-poly(ethylenoxid)-a-yl-acrylat einpolymerisiert ent- 
halten. 

20 4. Gemische gemaB einem der Anspruch e 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Copolymerisate als 

Salze von Kationen von Metallen, mehrfach f unktionellen Aminen und/oder von Hydrazin vorliegen. 

5. Verwendung der Gemische gemaB einem der Anspruche 1, 2 oder 3 fur die Herstellung von photover- 
netzbaren Druckplatten, Reliefplatten und Photoresists. 

6. Verwendung der Gemische gemaB einem der Anspruche 1, 2 oder 3 fur die Herstellung von photover- 
25 netzten Druckformen, Relief formen und Photoresists. 

7. Photovernetzbare Druckplatten, Reliefplatten und Photoresists, hergestellt unter Verwendung von Ge- 
mischen gemaB einem der Anspruche 1 , 2 oder 3. 

8. Photovernetzte Druckformen, Reliefformen und Photoresists, hergestellt unter Verwendung von Gemi- 
schen gemaB einem der Anspruche 1 , 2 oder 3. 

30 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft durch Photopolymerisation vernetzbare Gemische auf der Grundlage von Bindemit- 
teln, hiermit vertraglichen photopolymerisierbaren Monomeren und Photoinitiatoren, die als Bindemittel Copo- 
35 lymerisate auf der Basis von Ethylen, (Meth)Acrylsaure und mindestens einem weiteren Comonomeren enthal- 
ten und die sich fur die Herstellung von photovernetzbaren Druckplatten, Reliefplatten und Photoresists sowie 
von photovernetzten Druckformen, Reliefformen und Photoresists eignen. AuBerdem betrifft die Erfindung 
photovernetzte Druckplatten, Reliefplatten und Photoresists sowie Druckformen, Reliefformen und Photore- 
sists mit verbesserten Eigenschaf ten, hergestellt unter Verwendung der Gemische. 
40 Gemische dieser Art sind allgemein bekannt und vielf ach beschrieben. Sie weisen jedoch haufig Nachteile, wie 
beispielsweise eine zu geringe Flexibilitat, Elastizitat, Lagerfahigkeit oder Chemikalienstabilitat, eine zu hohe 
Ozonempfindlichkeit, Thermolabilitat oder Quellbarkeit in Druckfarbenldsungsmitteln oder eine zu schlechte 
Ldslichkeit oder Dispergierbarkeit in flussigen polaren Medien auf. Dies erschwert oder verhindertroftmals ihre 
Verwendung zur Herstellung von photovernetzten Hoch- oder Flachdruckformen, Reliefformen oder von 
.45 Photoresists. 

Ebenso sind Gemische, die Ethylen-Copolymerisate enthalten, bekannt 

So beschreibt US-PS 40 10 128 Flexodmckformen, welche aus beispielsweise Ethylen-Ethylacrylat-Copoly- 
merisaten und Styroi-13-Butadien-Styrol-Blockcopolymerisaten bestehen. Es handelt sich dabei aber nicht urn 
photovernetzbare Gemische; das druckende Relief muB in diese Schichten durch Einpressen einer konventionel- 
so lenDruckform-Matrixeingebrachtwerden. 

DE-OS 25 48 451 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Hochdruckformen, die aus einem Fasermate- 
rial bestehen. Dabei wird auf einer Faserlage aus Kunstfasern ein Oberflachenfilm aus beispielsweise Ethylen- 
Vinylacetat-, Ethylen-Acryls§ure- oder Ethylen-Acrylsaureester-Copolymerisaten aufgebracht, in den man das 
Druckmuster mit Hilfe einer Matrize einpreBt Auch hierbei handelt es sich nicht um ein photovernetzbare 
55 Gemische. 

Diese Gemische und die daraus hergestellten Formen kfinnen demnach auch nicht die bei der Verwendung 
Oblicher photovernetzbarer Gemische auftretenden Probleme ldsen. 

DE-OS 27 18 047 beschreibt ein wasserentwickelbares photovernetzbares Gemisch, welches ein wasserldsh- 
ches Methacrylsaurepolymer enthalt Letzteres kann auch Ethylen enthalten, allerdings nur bis zu einer Menge 
60 von 30%, vorzugsweise bis zu 1 5%, angegeben als Verhaltnis der sich wiederholenden Einheiten m der Polymer* 
kette, da ansonsten die Wasseiidslichkeit verloren geht Diese Gemische werden vor allem zur Herstellung von 
Offset- Druckformen verwendet Fflr andere Verwendungszwecke sind die aus diesen photovernetzbaren Gemi- 
schen hergestellten photovernetzten Formen zu hart und zu sprode. 

Ethylen-Copolymerisate, die aufier Ethylen noch mindestens zwei weitere Comonomere aufweisen, sind 
65 ebenfalfs bekannt und werden fur die unterschiedlichsten Zwecke angewendeL S beschreibt GB-PS 13 86 794 
die Verwendung eines Ethyl en-Copolymerisats, welches 2 bis 40 Gew.% Methacrylsaure und 5 bis 48 Gew.% 
eines Vinylesters, Alkylacrylats oder Alkylmethacrylats aufweist, zur Herstellung von Stahllaminaten. DE-OS 
23 59 626 beschreibt einen Copolymerisat- Latex zur Herstellung von JCIebstoffen, wobei das Copolymerisat im 
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Demgemafl wurden durch Photopofymerisation vernetzbare Gemische auf der Grundlage von Bind mrt- 
teln, hiermit vertragfichen photopoiymerisierbaren Monomeren und Photoinitiatoren gefunden, die als 
Bindemittei Copolymerisate. hergestellt aus 

a,) 30 bis 70, insbesondere 40 bis 60 Gew.% Ethylen. 
5 a,) 5 bis 40. insbesondere 8 bis 30 Gew.% (Meth)Acrylsaure und 

a,) 5 bis 50, insbesondere 20 bis 40 Gew.% mindestens eines Vinylesters. Vinylethers. (Meth)- 
Acrylsaureesters und/oder 
(Meth)Acrylsaureamids, enthaiten. 

Auflerdem wurde gefunden, daB sich diese Gemische hervorragend fur die Herstellung von photover- 
70 netzbaren Druckplatten. Refiefplatten und Photoresists sowie von photovemetzten Oruckformen, Relieffor- 
men und Photoresists eignen. Desweiteren wurden photovernetzbare Druckplatten, Reliefplatten und Pho- 
toresists sowie photovemetzte Druckformen, Relieffonnen und Photoresists hoher Kautschukelastizitat und 
OzonstabiKtilt gefunden, welche unter Verwendung dieser Gemische hergestellt wurden. 

Die genannten Platten, Formen und Photoresists werden im folgenden der KOrze haJber als 
15 "lichtempfindliche Aufzeichnungsmaterialien" bezeichnet 

Der Begriff "flQssige polare Medien" bezeichnet im Rahmen der vorliegenden Erfindung Losungsmittel. 
Losungsmittelgemische Oder Gemische aus Ldsungsmitteln und Zusatzstoffen, die etn hones Dipolmoment 
und/oder ionische Ladungen aufweisen und daher in der Lage sind, mit sich selbst Oder mit anderen 
Verbindungen Dipol-Dtpoh DipoMon-oder lon-lon-Wechselwirkungen einzugehen. Er bezeichnet auch 
20 sotche LQsungsmrttel, Ldsungsmitteigemische Oder Gemische aus Losungsmitteln und Zusatzstoffen, die 
die vorstehend genannten Bgenschaften aufweisen und zudem locker gebundene Protonen oder Hydroxy- 
lionen besitzen. 

Im Hinblick auf den genannten Stand der Technik war es Oberraschend und fur den Fachmann nicht ^ 
vorhersehbar, daB mit Hilfe der erfindungsgemafl anzuwendenden Copolymerisate durch Photopolymerisa- 

2S tion vernetzbare Gemische hergestellt werden konnen, die kautschukelastisch, trotz ihres hohen Ethylenge- 

haltes in flQssigen polaren Medien' loslich oder zumindest teicht dispergierbar und auflerdem noch ^ t 

ozonstabil sind und die sich daher sehr gut fur die Herstellung von lichtempfindlichen Aufzeichnungsrnate- * ^ 

rialien eignen. Diese wiederum weisen uberraschende Vorteile auf. So sind sie im unbelichteten Zustand 
lagerfahig. dimensionsstabil und nicht klebrig. Nach der bildmSfligen Belichtung mit aktinischem Ucht * . 

30 zeigen sie eine hervorragende Loslichkeitsdrfferenzierung zwischen ihren belichteten und unbeliphteten . . ~~ 

Anteilen, so daB sie in einfacher Weise mit HiKe flussiger polarer, insbesondere aber wSBriger Medien. 
entwickelbar sind. Die entwickelten lichtempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien sind zudem so flexibel, daB 
sie mehrfach auf kleine Druckzylinder aufgespannt werden konnen. Sie quellen auch kaum unter der 
Enwirkung waflriger Druckfarben; sie sind dimensionsstabil und abriebfest und darUber hinaus ozonstabil. 

35 So erlauben sie auch bei hohen Druckauflagen eine sehr gute, auch in den feinsten Elementen exakte und . ». 

vorlagentreue Bildreproduktion. Die erfindungsgem a/Sen Aufzeichnungsmaterialien zeigen auch noch ^and ere 
wesentiiche und wichtige anwendungstechnische Vorteile gegenClber den aus dem Stand der ^Technik .-. * 

bekannten. wie z.B. bessere Zwischentiefen in gerasterten Halbtonfl2chen und Negativfinien. 

Die aJs Bindemittei verwendeten Gopolymerisate aus a, Ethylen, a, (Meth)Acry Isaure und a, mindestens 

40 einem Vinylester, Vinylether, (Meth)Acrylsaureester und/oder (Meth)Acrylsaureamid sind an sich bekannt. 
Ihre Darstellung erfolgt nach der LDPE (= low density polyethylene) -Hochdruckpolymerisationsmethode 
bei Temperaturen von 200 bis 400 °C und einem Druck von mehr ais 800 kg/cm 2 [siehe z.B. DE-PS 23 41 

462, US-PS 3 264 272 und deutsche Patentanmeldung P (OJL 3*8 087)]. 

Als Comonomere a 3 geeignete Vinylester sind insbesondere solche der allgemeinen Struktur (I), 

45 CH, = CH-OC -R (I) 

worm R einen Alkyl-oder CycloaJkylrest mit 1 bis 10 C-Atomen bedeutet. z.B. Vinylacetat, Vinylpropionat, 
Vinylbutyrat, Valeriansaureviny tester oder Hexancarbonsau re vinylester. Bevorzugt ist Vinylacetat. 

Als Comonomere a, geeignete Vinylether sind insbesondere solche der Struktur (II), 
CH, = CH -OR (II) 

so z.B. Vinylethylether, Vinyl-1-propylether, Vinyl-1-butylether, Vinyl-2-butylether oder Vinyl-1 -pentylether. Be- 
vorzugt ist Vlnyl-1-butylether. 

Als Comonomere a a geeignete (Meth)Acrylsaureester und -amide sind insbesondere solche der Struktur 

(1") 



I II 

CH 2 = C - C - Z - R2 (in) 
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. worin R 1 ein WasserstofTat m oder eine Methylgruppe, Z ein Sauerstoffatom Oder sine NR'-Gruppe -mit R' 
= H oder C,-C«-Alkyi und R* einen Alkyl-oder Cycloalkylrest mit 1 bis 10 C-Atom n oder ein n ^Alkyl- 
pory(aJkylenoxid)-<x-oxyl-Rest bedeutet G eignete (Meth)Acryls§ureester und -amide sind z.B. Methylacry- 
lat Methylmethacrylat Ethylacrylat Ethylmethacrytat Propylacrytat Propylmethacrylat n-Butylacrylat n- 

s Butylmethacrylat n-Pentylacrylat n-Pentylmethacrylat. n-Hexylacrylat, n-Hexylmethacrylat tert-Butylacry- 
lat Cyciohexylacrylat Cyclohexylmethacrylat 2-Ethylhexylacrylat 2-EthyIhexylmethacrylat, Dicyclopenta- 
dienylacrylat c«rMethyl-poly(ethylenoxid>-a-yKrneth)acrylat «-Methyl-poly(propylen-1 ,2-oxid>-a-yHmeth>- 
acrylat <^Me1hyl-poly(propyl8n-1 t 3HDxid)-a-yl-<rnetri)acryiat N-Ethylacrylamid, N-Methyl-N-butylmethacryla- 
mid oder N-EthykN-<2-ethythexyl)-acrylamid. Bevorzugt sind n-Butylacrylat 2-Ethylhexyiacrylat «-Methyl- 

io poly(ethylenoxid)-a-yl-acrylat und Dicydopentadienylacrytat von denen die ersten drei besonders bevorzugt 
sindT 

Bevorzugte Bindemittel sind demnach Ethyien-<Meth)Acrylsaure-Copoiymerisate, welche n-Butylacrylat 
2-Ethylhexylacrylat und/oder cirMethyt*poly(ethylenoxid)-a-yt-acrylat als Comonomere a, einpolymerisiert 
enthaiten und eine Shore-A-Harte von mehr als 10, insbesondere 15 bis 75 besitzen. Die erfindungsgemaB 
75 anzuwendenden Copolymerisate werden in einer Menge von 30 bis 99,5, vorteilhafterweise 40 bis 96, 
bevorzugt 50 bis 93 und insbesondere 60 bis 90 Gew.%. bezogen auf ein erfindungsgemafles Gemisch, 
verwendet 

Geeignete photopolymerisierbare Monomere sind nicht gasformig und mussen uber eine durch freie 
Radikale angeregte Kettenfortpflanzungsreaktion und Additionspolymerisation ein Hochpolymeres biiden 

20 konnen und auBerdem mit den erfindungsgemSBen Bindemittel vertraglich sein. Unter "vertrSgfich" ist hier 
die Fahigke'rt von zwei oder mehreren Bestandteilen zu verstehen, ineinander dispergiert zu bleiben. 

Bne Klasse von geeigneten photopolymerisierbaren Monomeren biiden die ungesattigten Ester von 
Alkoholen, insbesondere Ester von crMethylencarbonsauren und substituierten o-Methyiencarbonsauren, 
insbesondere Ester dieser Art von Alkylenpolyolen und PoryaJkylenpolyolen, wobei Alkylenpolyoldi-urid - 

25 triacrylate und Potyaikylenpolyoldi-und -triacrylate, die aus Alkylenpolyolen mit 2 bis 15 Kohlenstoffatomen -c^L 
oder Polyalkylenetherpolyolen oder -glykolen mit 1 bis 10 Etherbindungen hergestellt worden sind, beson- 
ders bevorzugt werden. 

Die folgenden speziellen Verbindungen veranschaulichen weitere geeignete^ Monomere: Ethylenglykol- - - 

diacrylat Diethylenglykoldiacrylat, Glycerindiacrylat, Glycerintriacrylat, Trimethylolpropantriacrylat Ethylen- * - 

30 glykoldimethacrylat 1 ,3-Propandioldimethacrylat 1 ,2,4-Butantrioltrimethacrylat 1 ,4-CyclohexandioIdiacrylat 
1,4-Benzoldioldimethacrylat 1 ,2-Benzoldimethanoldiacrylat Pentaerythrittriacrylat Pentaerythrittetramethac- 
rylat 1 ,3-Propandioldiacrylat 1 ,3-Pentandioldimethacrylat p-a,cc-Dimethylbenzylphenylacrylat tert-Butylac- ; 
rylat, N.N-Diethylaminoethylacryiat, N t N-Diethylaminoethylmethacrylat T^Butandioldiacrylat, 1,6-Hexandiol- 
diacrylat 1 ,6-Hexandioldimethacry lat 1 .1 0-Decandioldiacry lat 2,2-Dimethy iolpropandiacrylat Tripropylen- 

35 glykoldiacrylat 2,2-Di(p-hydroxiphenyl)propandiacrylat, 2.2-Di-<p-hydroxiphenyl)propandimethacrytat szs 
Polyoxiethyl-2^-di(p-hydroxiphenyl)propandimethacrylat Polyoxipropytorimethylolproparrtriacrylat - . rr<v 

(Molekulargewicht 462), 1,4- v Butandioldimethacrylat 1 ,6-Hexandiolmethacrylat 2,2,4-TrimethyM ,3-pentan- 
dioidimethacrylat 1-Phenyletoylen-1^-diol-dimemacrylat Trimethylolpropandi(meth)acrylat -Triethylengly- 
koldiacrylat Tetramethylenglykoldiacrylat Ethylenglykolacryiatphthalat Polyqxiethyltrimethylolpropantriacry- 1 

40 lat, Diacrylat-und Dimethacrylatester von Diepoxipolyethern, die von aromatischen Polyhydroxyverbindun- 
gen, beispielsweise Bisphenolen. Novolaken und Shnlichen Verbindungen abgeleitet sind, wie beispiels- 
weise die in der US-PS 3 661 576 beschriebenen Verbindungen, die Bisacrylate und -methacrylate von 
Polyethylenglykolen vom Molekulargewicht von 200 bis 500 und dgL Es kSnnen aber auch 
Alkyl poly alkylenoxid mono (meth)aCTylate, wie z-B. <u-Methyl-poly(ethylenoxid)-a-yl-acrylat verwendet wer- 

45 den. Femer kommen auch Umsetzungsprodukte von Glycerin, Epichlorhydrin und Acrylsaure im Mol- 
verhaltnis von z.B. 1 :3:3 in Frage. 

Bne weitere Klasse von geeigneten Monomeren biiden die in der US-PS 2 927 022 beschriebenen 
Verbindungen, beispielsweise Verbjndungen mit mehreren polyadditionspolymerisierbaren olefinischen Bin- 
dungen, besonders wenn sie als endstandige Bindungen vorhanden sind, insbesondere Verbindungen, in 

so denen wenigstens eine und vorzugsweise die meisten dieser Bindungen mit einem doppelt gebundenen 
Kohl enstoff atom einschlieBlich Kohlenstoff, der an Kohlenstoff und Heteroatome wie Stickstoff, Sauerstoff 
und Schwefel doppelt gebunden ist konjugiert sind. Bevorzugt werden Verbindungen. in denen die ethylene 
sch ungesattigten Gruppen, insbesondere die Vinylidengruppen, mit Ester-oder Amidstrukturen konjugiert 
sind. Spezielle Beispiele solcher Verbindungen sind die ungesattigten Amide, insbesondere solche mit a- 

55 Methyl ncarbonsaur n, «-Oiaminen und *r-Diaminen, die durch Sauerstoff. unterbrochen sind, z.B. Methylen- 
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hydrid rait Diacrylaten und Dimethacrylaten v n Diepoxipolyethern, die in der US-PS 36 61 576 beschrieben 
werden, Polybutadien und Butadien-Acrylnitril-Copolymerisate mit endstandigen und seitenstandigen Vinyl- 
gruppen und ungesattigte Aldehyde, z. B.S rbaldehyd (2,4-Hexadienal). 

Geeignete M nomere, die wasserldslich sind oder Carboxylgruppen oder andere mit Alkali, reakuonsfahige 
Gruppen enthalten, sind besonders gut geeignet, wenn das Material mit waBrigen Medien entwickelbar sein solL 
AuBerdem kSnnen die in den US-Patentschriften US-PS 30 43 805 und 29 29 710 genannten porymerisierbaren, 
olefinisch ungesattigten Polymerisate und ahnliche Materiaiien allein oder in Mischung mit anderen Materiaiien 
verwendet werdea Acrylsaure- und Methacrylsaureester von Addukten von Ethylenoxid und Polyhydroxiver- 
bindungen, wie sie in der US-PS 33 80 831 beschrieben werden, sind ebenf alls geeignet 

Bei Verwendung von Carboxylgruppen enthaltenden Monomeren kdnnen die Carboxylgruppen teilweise 
oder vollstandig mit Metallhydroxiden, -carbonaten u. a. oder mit anorganischen und organischen Stickstoffba- 
sen wie Ammoniak oder Triemylamin neutralisiert werden. 

Im allgemeinen werden die geeigneten photopolymerisierbaren Monomeren in einer Menge von 1 bis 40, 
insbesondere 5 bis 30 Gew.%, bezogen auf ein erfindungsgemaBes Gemisch, verwendet 

Bevorzugt sind Trimethylolpropantriacrylat, 1,6-Hexandioldiacrylat, 1,6-Hexandioldimethacryiat ©-Methyl- 
poly(ethylenoxid)-a-yl-acrylat und Tetraethylenglykoldiacrylat 

Geeignete Photoinitiatoren, die allein oder in Mischung miteinander eingesetzt werden so 11 en, sind beispiels- 
weise Acyloine und deren Derivate, wie Benzoin, Benzoin alky lether, z. B. Benzoinisopropylether, a-Methylol- 
benzoin und dessen Ether, wie z. B. a-Methyloibenzoinmethylether, oder a-Methylbenzoin und a-Methylbenz- 
oinethylether; vicinale Diketone und deren Derviate, wie z. & Benzit, Benzilacetale, wie Benzildimethylacetal, 
BenzilmethylethylacetaJ, Benzitmethylbenzylacetal oder Benzilethylenglykolacetal; sowie insbesondere Acyl- 
phosphinoxid-Verbindungen des Typs, wie sie z.B. in der DE-A-29 09 992 und der DE-A-31 14 341 fur die 
Verwendung in photopolymerisierbare Mischungen beschrieben sind. Bevorzugte Vertreter von lnitiatoren aus 
der Klasse der Acylphosphinoxide sind 2.6-Dimethoxibenzoyldiphenylphosphinoxid, 2,4,6-Trimethylbenzoyldi- 
phenylphosphinoxid, 2,4,6-Trimethylbenzoyiphenylphosphinsaureethylester und 2,4,6-Trimethylbenzoylphenyl- 
phosphinsaure-Natrium-Salz, Die Photoinitiatoren kdnnen auch in Verbindung mit anderen Coiniuatoren und/ 
oder Aktivatoren, wie sie in der einschlagigen Literatur beschrieben sind, verwendet werden. Es kommen aber 
auch photoreaktive lnitiatoren, welche eine kationische Polymerisation initiieren wie Pyrryliumhexafluorarsena- 
te gemaB EP-PS 74 073 in Frage. Bevorzugt sind Benzildimethylacetal und/oder 2,4.6-Trimethylbenzoyldiphe- 
nylphosphinoxid. 

Im allgemeinen werden geeignete Photoinitiatoren in einer Menge von 0,001 bis 10. vorzugsweise 0,1 bis 8 und 
insbesondere 0,1 bis 3 Gew.%, bezogen ein erfindungsgem&Bes Gemisch, verwendet 

Die erfindungsgemaflen Gemische kdnnen ferner geeignete nicht photopolymerisierbare oder photovemetz- 
bare Hilfs- und/oder Zusatzstoffe enthalten. Dazu gehoren z. B. Inhibitoren der thermisch initiierten Polymerisa- 
tion, Verarbeitungshilfsmittel und Weichmacher, Farbstoffe und Pigmente sowie Salzbildner, d h. Kationen 
liefernde Substanzea 

Geeignete Inhibitoren der thermisch initiierten Polymerisation sind z. B. Hydrochinon, Hydrochinon-Deriva- 
te, 2,6-Di-tert-butyI-p-kresol, Nitrophenole, N-Nitrosamine, wie N-Nitrosodiphenylamin oder die Salze, insbe- 
sondere die Alkali-, Calcium- und Aluminiumsalze, des N-Nitrosocyclohexylhydroxylamins. Bevorzugt sind 
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol und die Alkaiisalze des N-Nitrosocydohexylhydroxylamins. Im allgemeinen werden 
sie in einer Menge von 0,001 bis 5 Gew.%, bezogen auf ein erfindungsgemaBes Gemisch, verwendet 

Als Verarbeitungshilfsmittel und Weichmacher kommen z. B. Dialkylphthalate, Alkylphosphate, Sulfonamide, 
Polyethylenglykol, Polyethylenglykolester und -ether in Frage. Ferner kSnnen Amphiphile auf der Basis von 
Polyethylenglykol/Fettsauren oder Polyethylenglykol-Polypropylenoxid-Blockcopolymerisaten verwendet wer- 
den. Im allgemeinen werden sie in einer Menge von 1 bis 20 Gew.%, bezogen auf ein erfindungsgemaBes 
Gemisch, verwendet 

Von den Farbstoffen haben die Idslichen Phenazinium-, Phenoxazinium-, Acrid inium- und Phenothiazinium- 
Farbstoffe besondere Bedeutung, wie z. B. Neutralrot (C 1. 500040), Safranin T (C L 50 240), Rhodanilbiau, dem 
Salz bzw. Amid aus Rhodamin D (Basic Violett 10, C 1. 45 170), Methylenblau (C 1. 52 015). Thionin (C L 52 025) 
und Acridinorange (CI. 46 005); oder auch Sudantiefschwarz X 60 (C L 26 150). Diese Farbstoffe, die im 
allgemeinen in Mengen von 0,0001 bis 2 Gew.%, bezogen auf ein erfindungsgemaBes Gemisch, zugesetzt 
werden kdnnen, werden vorteilhaft zusammen mit einer hinreichenden Menge eines Reduktionsmittels verwen- 
det, welches den Farbstoff in Abwesenheit von aktinischem Licht nicht reduziert, bei Belichtung den Farbstoff im 
angeregten Elektronenzustand jedoch reduzieren kann. Beispiele solcher milden Reduktionsmittel sind Ascorb- 
insaure, Anethol, Thioharnstoff und seine Derivate wie Diethylallylthiohamstoff und insbesondere N-Allylthio- 
harnstoff sowie Hydroxylaminderivate, vorzugsweise Salze des N-Nitrosocyclohexylhydroxylamins, insbeson- 
dere die Kalium-, Calcium- und Aluminiumsalze. Letztere kdnnen auch als Inhibitoren der thermisch initiierten 
Polymerisation verwendet werden. Die Menge der zugesetzten Reduktionsmittel kann im allgemeinen etwa 

0. 005 bis 5 Gew.%, insbesondere 0,01 bis 1 Gew.%, bezogen auf ein erfindungsgemaBes Gemisch. betragen, 
wobei sich in vielen Fallen der Zusatz des 3- bis 10-fachen der Menge an mitverwendetem Farbstoff bewahrt hat 

Geeignete Salzbildner sind 

1. anorganische Metallverbindungen wie Oxide, Hydroxide, Alkoxide mit 1 bis 4 C-Atomen im Alkytrest oder 
Carbonate der Kationen von Li, Mg, Ca, Sr. Ba, A!, Ga, In. Ge, Sn, Pb, Sb. Bi, Zn, Cd. Mg, Cn, Sc, Y, La, Tt Zr, Hf, 
V, Nb,Ta, Cr, M , W, Mn, Re, Fe, Co, Ni, Pd oder den Lanthaniden der 

2. org:anischen Metallverbindungen der Struktur (IV) 
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wobei Me ein Kation eines der vorstehend genannten Elemente bedeutet, R 4 , R 5 und R 6 gleichartige oder 
verschiedenartige Alkji-, Cycloalkyl-, Aryl- oder Alkylarylgruppen darstellen, wobei die Reste R 4 und R 6 cyclisch 
uber Ringsysteme miteinander verknupft sein kdnnen und wobei ferner R 5 auch noch ein Wasserstoffatom 
kennzeichnen kann, oder 

3. mehrfachfunktionelle Amine wie Ethylendiamin, Diethylentriamin, N-Methyl-N-ethyl-ethylendianun, N,N-Di- 
methyi-ethylendiamin. N.N'-Diemylethylendiamin, N.N.N\N'-Tetraniethylethylendiamin. N t N > N"JM"-Tetra- 
methylethylentriamin. 1 3- Diaminopropaa 1 ,4-Diaminobutan. Pyrazin oder Polyvinylpyridin oder 

4. Hydrazin. 

Bevorzugt sind die Oxide, Hydroxide, Alkoxide, Carbonate und Acetytacetonate von Li®, Mg 2 ®, Ca 2 ®, Sr 2 ®, 
Ba» AP®, Sn 2 ®, Sb 3 ® und Zn 2 ®, wobei Bis(acetylacetonato)-Zn(] I), MgO und LiOH besonders bevorzugt sind 

Sie kdnnen in einer Menge von 0,05 bis 20, vorzugsweise 0,5 bis 15 und insbesondere 1 bis 10 Gew.%, bezogen 
auf ein erfindungsgemafl anzuwendendes Copolymerisat, verwendet werden. 

Weitere Hilfs- und Zusatzstoffe zur Verbesserung der Reliefstruktur, wie beispielsweise W-Dianthronyl und 
10,10'-BisanthrongemaBDE-OS27 20 56a 

Alle genannten Komponenten der durch Photopolymerisauon vernetzbaren Geniische bzw. der hcntempfmd- 
lichen Aufzeichnungsmaterialien sind dabei so aufeinander abgestimrnt, daB die lichtempfindlichen Aufzeich- 
nungsmaterialien nach der bildmaBigen Belichtung mit aktinischem Licht mit flOssigen polaren Medien aus- 
waschbar, d. h. entwickelbar sind. In Frage kommende flttssige polare Medien sind z. B. Diethylether, Di-n-butyl- 
ether, Ethyibutyiether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Aceton, Methylethyiketon, Methylbutyiketon, Acetonitril, Pro- 
pionitril, Acetylaceton, Acetylessigsaureetbylester, Pyridin, Pyrrol, Pyrazin, Chloroform, Wasser, Methan I, 
Ethanol, Propanol n-BuUnoi, Ethanolamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Essigsaure oder Propionsaure so- 
wie Gemische aus diesen, sofern sie miteinander mischbar sind. Sie k6nnen auch Zusatzstoffe, wie z. B. Ammoni- 
ak. Amine, Metallhydroxide, organische und anorganische Sauren, organische und anorganische Salze sowie 
organische Verbindungen enthalten. Bevorzugt sind eine 0,5%ige Alkalihydroxididsung in Wasser, Wasser mit 
0,5 Gew.% an Alkalihydroxid und 0,01 Gew.% an Parafrinsuifonatnatriumsalz mit 12 bis 18 Kohlenstoffen in der 
Itohlenwasserstoffkette sowie ein Gemisch aus Tetrachlorethylen und n-ButanoI im Volumenverhaltnis von 
4:1. 

Die Herstellung der erfindungsgema&en, durch Photopolymerisation vernetzbaren Gemische aus den genann- 
ten Komponenten weist keine methodischen Besonderheiten auf, sondem kann in geeigneter Weise durch 
Knet-, Misch- und Ldsungstechniken erfolgen. 

Die erfindungsgemaflen Gemische kdnnen dann fQr die Herstellung von lichtempfindlichen Aufzeichnungs- 
materialien in geeigneter Weise, beispielsweise durch GieBen aus einer Losung, HeiBpressen, Kalandrieren oder 
Extrudieren zu Flachengebilden unterschiedlichster Dicke geformt werden. Diese Flfichengebilde werden ent- 
weder als solche oder im Verbund mit anderen schichtfdrmigen Materialien als lichtempfindliche Aufzeich- 
nungsmaterialien verwendet werden. Im folgenden werden die Flachengebilde als "reliefbildende Schicht (RS)T 
bezeichnet Aufzeichnungsmaterialien, die eine reliefbildende Schicht (RS) im Verbund mit anderen schichtfdr- 
migen Materialien aufweisen, werden im folgenden "Mehrschichtenelemente" genannt 

Die Dicke der reliefbildenden Schicht (RS) kann. je nach Anwendungszweck der lichtempfindlichen Aufzeich- 
nungsmaterialien, in weiten Grenzen schwanken und wird im allgemeinen im Bereich von 0,1 bis 6000 um liegen. 
Fur die Herstellung von Hochdruckformen, Reliefformen und Photoresists sind Schichtdicken im Bereich von 20 
bis 65000 um, fur die Herstellung von Flachdruckformen solche von 1 bis 200 um bevorzugt 

In solchen Mehrschichtenelementen kommen als Trager (T) die fur die Herstellung von Druckformen, Relief- 
formen oder Photoresistmustern ublichen und bekannten, dimensiohsstabilen,.starren oder flexiblen Trager in 
Betracht Hierzu gehoren insbesondere dimensionsstabile Kunststoff-Folien, wie z B. Polyesterfolien, gummi- 
elastische Folien oder Schaumstoffe sowie metallische Trager, z B. Stahl-, Eisen-, Nickel- oder Aluminiumbleche 
oder konische Nickelrdhren (sleeves). Fur die Herstellung von Photoresistschichten kdnnen auch Kupfer, 
kupferbeschichtete Materialien, gedruckte Schaltungen etc als Tragermateriaiien fur die reliefbildenden Schich- 
ten (RS) Anwendung finden. Die Trager (T), insbesondere die metallischen, kdnnen in an sich bekannter Art 
mechanisch, chemisch, elektrochemisch und/oder durch Versehen mit einer Haftgrundierung vorbehandelt sein. 
Zur Erzielung einer hinreichenden Haftfestigkeit zwischen Trager (T) und reliefbildender Schicht (RS) kdnnen, 
insbesondere bei Mehrschichtenelementen fur die Herstellung von Druck- und Reliefformen, zwischen dem 
Trager (T) und der reliefbildenden Schicht (RS) cine oder mehrere, im allgemeinen 0,4 bis 40 um dicke. Haft- 
schichten angeordnet sein. Die Wahl des Tragermaterials richtet sich vomehmlich nach dem vorgesehencn 
Anwendungszweck der Mehrschichtenelemente. Fur die Haftschicht zwischen Trager (T) und reliefbildender 
Schicht (RS) kommen beispielsweise bekannte 1- oder 2-Komponentenkleber auf Polyurethanbasis oder Haft- 
schichten gemaB DE-OS 30 15 419 in Betracht 

Auf die reliefbildende Schicht (RS) der Mehrschichtenelemente kann noch mindestens eine gegebenenfalls 

ORIGINAL INSPECTED 
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mattierte Deckschicfat und/oder Schutzschicht aufgebracht werden, die bcispielsweise aus Polyvinylalkoh I rait 
einem hohen Verseifungsgrad oder aus Mischungen von P lyvinyialkohol mit den erfindungsgemaB anzuwen- 
denden Copolymerisaten besteht Es k mmen aber auch Schutz- und/oder Deck! lien aus Polystyrol, Polyetby- 
len, Polypr pyien oder Polyethylenterephlhalat in Frage, die sich nach oder v r der bildmafligen Belichtung mit 
aktinischem Licht v n der reliefbildenden Schicht (RS) abziehen lassen. Eine Schutz- und/oder Deckschicht und 
eine entsprechende abziehbare Folie kfcnnen zusammen verwendet werden, dabei Hegt die Deck- und/oder 
Schutzschicht der reliefbildenden Schicht (RS) direkt auf und bleibt mit ihr beim Abziehen der Folie haftfest 
verbunden. Zwischen der Deck- und/oder Schutzschicht und der entsprechenden Folie kann sich nodi eine 
Antihaftschicht gemaB EP-PS 68 599 befinden. Die Deck- und/oder Schutzschichten bzw. r folien sowie der 
Trager (T) kdnnen lichthofschutzmittel wie Flexogelb enthaltea 

Die iichtempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien bzw. Mehrschichtenelemente eignen sich beispielsweise fur 
die Herstellung von Flachdruckformen oder von Photoresists, wie sie z. B. bei der Herstellung von gedruckten 
Schaltungen, integrierten Schaltkreisen, in der Halbleitertechnik, in der Atzformtechnik etc Verwendung finden, 
sowie zur Herstellung von Reliefstrukturen. Vor allem aber eignen sie sich fur die Herstellung von Flexodruck- 
formen und Hochdruckforraen, bei letzteren auch fQr den Azkidenzbereich. Hierzu wird die reliefbildende 
Schicht (RS) der Iichtempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien bzw. der Mehrschichtenelemente in Qblicher und 
an sich bekannter Weise bildmaBig mit aktinischem Licht belichtet und durch Auswaschen der unbelichteten, 
unvernetzten Schichtanteile mit flussigen pplaren Medien entwickelt 

FQr die Belichtung, die in Form einer Flach- oder Rundbelichtung erfolgen kann, eignen sich die ublichen 
lichtquellen von aktinischem Licht, wie beispielsweise UV-Fluoreszenz-R6hren, Quecksilber-hoch-, -mittei- 
oder -niederdruckstrahler, superaktinische Leuchtstoffrohren, Xenon-Impulslampen, Metallhalogenid-dotierte 
Lampen, Kohlebogenlampen etc. Die emittierte Wellenlange soil im allgemeinen zwischen 230 und 450 nm, 
bevorzugt zwischen 300 und 420 nm liegen und auf die Eigenabsorption des mitverwendeten Photoinitiators 
abgestimmt sein. 

Das Entwickeln des Reliefbildes kann durch Waschen. BQrsten etc. mit dem polaren Entwickleridsungsmittel 
erfolgen. Wegen der groflen Wasserbestandigkeit der belichteten reliefbildenden Schicht (RS) besttzen die 
Aufzeichnungsmaterialien bzw. Mehrschichtenelemente den Vorteil, daB die Auswaschbedingungen bei der 
Entwicklung verscharft werden kannen, ohne daB dies zu einer Beeintrachtigung der Druckformen, Relieffor- 
men oder Photoresistmuster fQhrt Im Gegenteil lassen sich hierdurch scharfere Reliefstrukturen erhalten. Nach 
dem Auswaschen werden die resultierenden Druckformen, Reliefformen oder Photoresistmuster in Qblicher 
Weise, gegebenenfalls bei Temperaturen bis zu 120°C getrocknet In manchen Fallen ist es zweckmSBig, die 
erhaltenen Druckformen, Reliefformen oder Photoresistmuster anschKeBend nochmals vollflachig mit aktini- 
schem Licht nachzubelichten, um die Festigkeit der Reliefschicht zu erhdhen. 

Diese Iichtempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien, welche unter Verwendung der erfindungsgemaBen Ge- 
mische hergestellt werden, ergeben nicht nur Druckformen, Reliefformen und Photoresistmuster mit einer 
auBerordentlich hohen Wasserbestandigkeit, so daB sie auch in einem feucht-warmen KJima eine hohe Lagerbe- 
standigkeit und hohe Wiederverwendbarkeit besiUen, sondern auch Produkte mit besseren Zwischentiefen und 
besserer Scharfe als die herkommlichen Systeme, ausgepragter Reliefstruktur sowie hoher Hastizitat und glatter 
Oberfiache. 

Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele erlautert Die in den Beispielen genannten Telle und 
Prozente beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf das Gewicht Volumenteile verhalten sich zu Teilen 
wie Liter zu Kilogramm. 

Fur die erfindungsgemaBen Beispiele wurden eine Reihe von Copolymerisaten nach der Lehre der^DE-PS 

23 41 462, US-PS 32 64 272 oder der deutschen Patentanmeldung P (O. Z. 38 087) hergestellt Ihre Zusam- 

mensetzung zeigt Tabelle 1, wichtige, fQr die Anwendung relevante Eigenschaften zeigt Tabelle 2. 

Die Shore-A-Harte wurde gemaB DIN 53 505 bestimmt Der "melt flow index" MFI wurde bei 160°C mit einer 
Auflagekraft von 325 p oder bei 190°C mit einer Auflagekraft von 2,16 kp gemessen. Die Ozonstabilitat der 
Aufzeichnungsmaterialien wurde bei 25°C bei einer Ozonkonzentration von 50 ppm an 10 cm langen Proben, 
die einer 10%igen Langendehnung unterworfen waren, besummt; Kriterium war, ob innerhalb von 10 Stunden 
Risse auftraten. Die Gewichtsquellung in % wurde nach 24stundiger Lagerung in Wasser bei 25° C ennittelt 



Tabelle I: Zusammensctzung der Copolymerisale 
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. Tabelie 2: Eigenschaften der Copolymerisate 



Copolymerisat/ 

Eigenschaft 1 2 3 4 5 

MFP 200 2 15* 48 2 28 1 15 1 

Shore A-Harte 21 14 40 35 22 

*) MFl = melt flow index; 
•» l = I60°C/325p; 

2= J90°C/2,16kp; 

Herstellung von durch Photoporymerisation vernetzbaren Gemischen und von lichiempfindlichen 
Aufzeichnungsmaterialien bzw. MehrschichteneJementen 

15 

Beispiel 1 

Ein Gemisch wurde a us den nachstehend genannten Komponenten hergestellt: 

>. 76,494% Copolymerisat 2 gemafi Tabelie 1, 
10% Trimethylolpropantriacrylat 
10% Tetraethylengrykoldiacrylat, 
3% Benzildimethylacetal, 
0,5% 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol und 
y> 0,006% SudantiefschwarzX 60 (C L 26150). 

Die Komponenten wurden in einem Losungsmittelgemisch aus Toluol und Methylethylketon im Volumenver- 
hfiltnis von 1 : 1 gelost, und die Endkonzentration der Ldsung wurde mit dem Losungsmittelgemisch auf 28%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht der Ldsung, eingestellt Die Ldsung wurde auf eine 125 urn dicke Polyethyien- 

j«. terephthalat-Folie gegossen, so daO eine Trockenschichtdicke von 1000 u>m resultierte. Nach dem Aufkasdiieren 
einer 9 um dicken Polyesterfolie wurde dieses Mehrschichtenelement 25 Minuten lang durch eine Negativvoria- 
ge belichtet AnschlieDend wurde die 9 jim dicke Polyesterforie entfernt und die belichtete Schicht 20 Minuten 
lang in 0,5%iger waBriger Natronlauge mit einem Burstenwascher entwickelt Nach der Trocknung wurde ein 
Reliefbild mit einer Relieftiefe von 700 u.m erhalten, das den transparenten Bereichen des Negativs entsprach. 

Ji Die Gewichtsquellung nach 24stundiger Lagerung in Wasser bei 20° C betrug nur 0,6%. Die weichelastische 
Platte hatte eine klebfreie Oberfiache und zeichnete sich durch eine gute Bildaufldsung aus. Selbst nach einer 
langeren Lagerungszeit waren keine Ozonrisse auf der Oberfiache festzustelien. Die weichelastische Platte, HeB 
sich ohne weiteres mehrmals auf kleine Druckzylinder aufspannen und lieferte auch nach mehrmaligera Ge- 
brauch sehr gute Durckergebnisse. 

411 

Beispiel2 

Ein Gemisch und ein Mehrschichtenelement wurde wie in Beispiel I aus 

■n 86,5% Copolymerisat 3 gemafi Tabelie 1, 
63% 1,6-Hexandioldiacrylat, 
3,7% 1,6-HexandioIdimethacrylat, 
3% Benzildimethylacetal und 
04% 2£-Di-tert-butyI-p-kresol 

5ft 

hergestellt Das Mehrschichtenelement wurde 20 Minuten lang durch eine Negatiworiage belichtet und 30 
Minuten lang bei 40° C in 0;5%iger waflriger Kalilauge mit einem Bflrstenwascher entwickelt Nach der Trock- 
nung erhielt man Klischees mit einer Shore-A- HSrte von 63 und einer Relieftiefe von 700 ujn, die ausgezeichnete 
anwendungstechnische Eigenschaften aufwiesen. 

Beispiel 3 

Ein Gemisch wurde_ aus: 

oo 85% Copolymerisat 4 gemafi Tabelie 1 , 
10% Trimethyiolpropantriacrylat, 
3% Benzildimethylacetal und^ 
2% 2,6-Di-tert-butyl-p-kresof 

« durch 20 minutiges Kjieten bei 120°C in einem Plastographen hergestellt Hierbei wurde zunSchst das Bindemit- 
tel plastifiziert und anschlieflend eine Mischung aus Monomer, Initiat r und Inhibitor zugesetzt Man erhielt eine 
transparente, klebrige Masse, die zwischen einer Stahlunterlage und einer Polyesterf lie in einer HeiBpresse bei 
120°C zu einer Schichtdicke von 1250 um verprefit wurde. Nach dem AbkOhlen wurde dieses Mehrschichtenele- 
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ment 10 Minuten lang bildmaBig belichtet, die P ryesterf lie entfemt und mit einem Burstenwascher in 05%iger 
waBriger Natronlauge, welche 0,01% an Paraffinsulfonatnatriumsalz enthielt, entwickelt Nach dem Trocknen 
- erhielt man eine Reliefscfaicht mit einer Relieftiefe von 800 um und einer Harte von 61 Shore A. 

Beispiei 4 

Ein Gemisch wurde durch Extrusion von 

82,994% Copolymerisat 5 gemaB Tabelle 1, stabilisiert mit 2£-Di-tert-butyi-p-kresol, 
10% co-Methyt-polyfethylenoxid^a-yl-acryiat, 

5,0% Trimethyiolpropantriacrylat, 

2,0% Benzildimethylacetal und 

0,006% Sudantief schwarz X 60 (C 1. 26 1 50) 

in einem Zweischneckenextruder hergestellt Dabei wurde das Copolymerisat 5 flber eine Fdrderschnecke 
gleichmaBig in den Extruder eingetragen und bei 140°C aufgeschmolzen. Die Qbrigen Komponenten wurden 
nacheinander in den Extruder eingepumpt und die Mischung aus einer Breitschlitzduse ausgetragen. Mit einer 
Kaianderwalze wurde eine 3000 um dicke reliefbildende Schicht zwischen einer 1 25 urn dicken Polyesterfolie 
und einem 3 um dicken Substrat aus Polyvinylaikohol hergestellt Dieses Mehrschichtenelement wurde wahrend 
3 Minuten durch die Polyesterfolie yorbelichtet und anschlieBend wahrend 20 Minuten durch eine auf das 
Polyvinylalkohol-Substrat auf gelegte Negatiworlage hindurch belichtet Nach Entfemen der Negauvvorlage 
wurde das Aufzeichnungsmaterial geteilt und a) mit 0,5%iger waBriger Natronlauge bei 50° C in einem Bursten- 
wascher und b) mit Tetrachlorethylen-n-Butanol (Volumenverhaltnis 4 : 1) in einem SprGhwascher entwickelt 
Nach beiden Entwickiungsprozessen erhielt man Klischees mit einer Relieftiefe von 1000 um und einer Shore 
A-Harte von 48 bis 50. Ihre Gewichtsquellung in Wasser war kleiner als 5%. Beide Klischees waren ozonbestan- 
dig und konnten mehrfach auf kleine Druckzylinder aufgespannt werden, ohne dabei zu zerbrechen. 

Beispiei 5 

Ein Gemisch wurde gemaB Beispiei 1 aus ^ 

88% Copolymerisat 1 gemaB Tabelle 1, 
6,7% 1,6-Hexandioldiacryiat, 
33% 1,6-Hexandioldimethacrylat und 
2% Benzildimethylacetal 

hergestellt 

Die Ldsung wurde auf ein 300 um dickes Stahlblech gegossen, so daB eine Trockenschichtdtcke von 1600 um 
resultierte. Nach dem Aufkaschieren einer 9 um dicken Polyesterfolie wurde dieses Mehrschichtenelement 15 
Minuten lang durch eine Negatiworlage hindurch belichtet AnschlieBend wurde die Folie entfemt und 6 Minu- 
ten lang mit einer Mischung aus TetrachJorethylen-n-Butanol (Volumenverhaltnis 4:1) entwickelt Nach der 
Trocknung erhielt man ein Klischee mit guter BildauflSsung, einer Relief uefe von 600 um und einer Harte von 44 
Shore A. 



